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１．概要（Summary） 

多層磁性ナノワイヤーは、ナノスケールの直径とミク

ロンスケールの長さを持つワイヤーで、小型電子関連

機器の次世代磁気センサ素子としての応用が期待さ

れている。本研究の最終的目的は、水溶液電着法によ

り作製した磁性/非磁性ナノワイヤーの電気的な磁気特

性である巨大磁気抵抗(GMR)効果を測定し、多層構

造が持つ特徴的な物性について明らかにすることであ

る。 

今回、電着法で多層構造の磁性ナノワイヤーを作製す

るために必要な条件を探るために、名古屋大学・微細加

工ナノプラットフォーム施設のマグネトロンスパッタ装置を

用いて、Si基板上に Cr/Au膜のスパッタを行い、電極を

作製した。Ni/Cu混合溶液中で Cr/Au電極を用いてNi

を成膜し、Ni電着電位における Cu析出の割合を調べた。

また得られた電着条件を用いて、ポリカーボネート細孔テ

ンプレート(PC)にNi/Cu/.Niの構造を作製し、磁性ナノワ

イヤーの磁化特性についても調べた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

3元マグネトロンスパッタ装置 

【実験方法】 

電極は、逆スパッタで表面をクリーニングした Si基板上

に Cr(5)/Au(100 nm)のスパッタを行い作製した。電着で

は、①Ni：0.50 M, ② Ni：0.50 M, Cu:0.01 M, ③ Ni：

1.00 M, Cu:0.01Mの混合溶液と電極を用いて 1 m厚

のNi膜を作製し、Cu析出割合を調べた。電着したNi

膜はVSMを用い磁化測定を行い、EDXによる組成分析

によりNi膜内の Ni割合を調べた。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

③の試料は、電着における電荷効率は 82%と高く、Ni

割合が 81%と Cu の析出を抑えることができた。③、は②

の条件よりも良い結果となったため、③の条件を用いて

PC中にNi/Cu/Niの磁性ナノワイヤーを作製した。Ni層

の厚さ 3 mとしCu層の厚さ(dCu)が異なる試料の磁化曲

線における角形比を比べた。その結果を Fig.1 に示す。

角形比は、dCu の増加に伴い減少していた。これは、上下

層の磁性層の磁気的相互作用が強くなるために磁化反

転挙動が異なるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・本研究は、名古屋大学、岩田聡教授、加藤剛志准教授、

大島大輝助教、熊沢正幸技術補佐員のご協力のもと、研

究が行われました。 
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Fig. 1 Hysteresis loops for samples  


